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RECENZJA

dorobku naukowego, osiggnigcia naukowego - cyklu publikacji
powigzanych tematycznie, pt. “Wlasciwosci optyczne i mikrostruktura
powlokowych ukladow interferencyjnych wytworzonych metodami
magnetronowymi” oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego
dr inz. Lukasza Skowronskiego. Podstawa opracowania recenzji: Pismo
Rady Doskonalosci Naukowej nr 72.4000.4.2021.3.BR z dnia 26.04.2021
oraz Uchwala nr 91/11/2021 Rady Naukowej Inzynieria Materialowa
Politechniki Warszawskiej z dnia 25,05.2021 r.

1. Informacje ogodline

Dr inz. Lukasz Skowronski ukoficzyt w roku 2005 studia na kierunku fizyka
techniczna na Wydziale Technologii i Inzynierii Chemicznej Uniwersytetu
Technologiczno - Przyrodniczego im. J. i J. Sniadeckich w Bydgoszczy, W roku 2013
uzyskal stopien doktora nauk technicznych na Politechnice Poznariskiej na Wydziale
Fizyki  Techniczne;. Rozprawe  doktorska pt.  “"Wiasciwosci  optyczne
i mikrostrukturaine warstw Cu-Ni selektywnie absorbujgcych otrzymywanvch metody

elektrochemiczng” przygotowal pod kierunkiem prof. dr hab. inz’ Antoniego




Bukaluka. Ukoficzyl réwniez w roku 2013 oraz w latach 2019-2020 najpierw kurs,
a nastepnie studia podyplomowe w zakresic przygotowania pedagogicznego. W roku
2013 ukonczyt kurs WVASE w Darmstadt.

Dr iz. Lukasz Skowronski jest zatrudniony na Uniwersytecie Technologiczno -
Przyrodniczym im. J. 1 J. Sniadeckich w Bydgoszczy od roku 2005 poczatkowo na
stanowisku asystenta, a od roku 2013 na stanowisku adiunkta w grupie pracownikow
badawczych.

W dorobku Habilitant posiada 54 publikacje w czasopismach ujetych w bazie
JCR (Journal Citation Reports) z ktérych az 46 ukazato si¢ po uzyskaniu stopnia
doktora, Sumaryczny IF publikacji wynosi 139.094, a liczba cytowan — 530 (368 bez
autocytowan), liczba pkt wg MNiSW - 2774. Jego indeks Hirscha wynosi 14. Brat

réwniez udzial w licznych konferencjach naukowych,

2. Ocena wskazanego osiggniecia naukowego Habilitanta.

Zgodnie z art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce” (Dz. U, 2018 poz. 1668) Habilitant jako swoje osiggnigcie wskazal
1 cykl powigzanych tematycznie artykuléw naukowych opublikowanych
w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materialach z konferencji
miedzynarodowych, ktére w roku opublikowania artykulu w ostatecznej formie byly
zawarte w wykazie sporzadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
267 ust. 2 pkt 2 lit. b, pt. "Wlasciwosci optyczne i mikrostrukiura powlokowych
ukladdw  interferencyjnych wytworzonych metodami — magnefronowynti”.  Na
osiggniecie naukowe skladaja sig¢: jedna publikacja jednoautorska [LS1] oraz 11
artykutéw wieloautorskich [1.S2-LS 12], ktére zostaly ujete w bazie JCR, a takze jedna
spoza niej [LS13]. Jak wskazuje Habilitant materiaty skladajace si¢ na osiggnigcie
naukowe bylo prezentowane na 9 konferencjach migdzynarodowych i 3 krajowych,
a takze w postaci posteréw na 5 konferencjach o charakterze migdzynarodowym.
Sumaryczny IF publikacji [L.S1-LS13] wchodzacych w sklad osiagniecia naukowego
wynosi: 30.2051, natomiast liczba punktow wg MNISW: 678

W pierwszym artykule skladajacym si¢ na cykl publikacji [LS1] Opical
Properies of Titanium in the Regime of the Limited Light Penetraion, Materials 13(4)




(2020), 952, Habilitant opisal wyniki swoich dotychczasowych prac zwigzanych
z badaniami powlok tytanowych w zakresie wlasciwosci optycznych, elektrycznych
i mikrostrukturalnych. Powloki o grubosci 12-1470 nm zostaly nalozone metodg
GIMS  (Gas Injected Magnetron Sputtering) opracowang i wdrozong w praktyce
przemyslowe] przez zespdl prof. Krzysztofa Zdunka, w ktorej rozwoju Habilitant
w pewnym stopniu uczestniczyl. W pracy tej szczegdélowo opisano szeroki zakres
przeprowadzonych badan, ktore wykonal dr inz. Pukasz Skowrofiski. Uzyskane
wyniki majg duze znaczenie navkowe i W znacznym stopniu wplywajg na rozwoj
inzynierii powierzchni. Zauwazy¢ jednak nalezy, ze w publikacji wykorzystano
badania prowadzone przez inne osoby, ktore nie zostaly ujete jako wspolautorzy,
a jedynie wymienione na koncu artykutu.

Duzy wklad Habilitanta wskazano (70%) w drugiej z publikacji [LS2]
L. Skowronski, R. Chodun, K. Zdunek, TiO, - based decoraive interference coatings
produced at industrial conditions, Thin Solid Films, 711 (2020), 138294, Autorzy
publikacji za istotne osiggni¢cic wskazali uzyskanie metodami PMS i GIMS w
warunkach przemyslowych trzech ukladow powlok optycznych: szkio/TiO,,
metal/TiO, i PMMA/TiQ,, Udzial Habilitanta w tej pracy dotyczyl przede wszystkim
ustalenia zaleznoéci pomiedzy strukturg ukiadéw powlokowych i stalymi optycznymi,
a kolorami powtok, jak réwniez prac zwigzanych z koncepcjg i opracowaniem
artykuhy, ktory zostal przygotowany m.in. przez prof. K. Zdunka. Publikacja ma
charakter przeglgdowy, podsumowujacy wezesniejsze wyniki badafi w ktérych
uczestniczyl rowniez Habilitant.

Trzecia publikacja [LS3] Optical characterization of thin Al,Os layers
deposited by magnetron sputtering technique at industrial conditions for applicatoons
in glazing, Materials Science-Poland, 38(2020)1, 108-115 dotyczy powlok
dielektrycznych tlenku aluminium uzyskanych w warunkach pizemystowych metody
GIMS z wykorzystaniem 1éznych gazéw plazmotworczych (tlenu Iub mieszaniny
tlenu i argonu). Ustalono w nich wplyw warunkdéw procesu na whasciwosdcei optyczne,
topografie powierzchni i mikrostrukture. Wkiad dr inz. Lukasza Skowronskiego

w publikacje dotyczy! zaréwno aspektdw technologicznych (przygotowanie 1 udzial




w wykonaniu powlok) jak i badawczych (pomiary wilasciwosei optyczaych, badania
topografii powierzchni itd.). Przygotowal réwniez czeé¢ tresei publikacji.

Niewielki 35% jest udzial Habilitanta w czwartej publikacji z cyklu
skiadajgcego sie na osiggniccie naukowe [LS4| R .Chodun, L. Skowronski, S. Okrasa,
B. Wicher, K. Nowakowska-Langier, K. Zdunek, Optical TiO; layers deposited on
polviner substrates by the Gas Injection Magnetron Spuitering technique, Applied
Surface Science, 466 (2019), 12-18. Dr inz. Lukasz Skowrofiski przeprowadzil,
zanalizowal oraz opisal w czedcei artykulu wyniki pomiaréw wiasciwosci optycznych
wytworzonych powlok,

Istotne wyniki swoich prac w zakresie powlok Ti/TiO, uzyskanych na szkle
w warunkach przemystowych Habilitant przedstawil w pracy [LSS] - The effect of
thickness and optical constants of the dielectric layer on the color behaviour of the
glass/Ti/Ti0y  decorative  coatings, Thin Solid Films, 691 (2019), 137595.
Przedstawiono w niej wyniki do§wiadczalnych proceséw osadzania powtloki
z uzyciem - podobnie jak w pracy [LS3] - tlenu oraz mieszaniny tlenu z argonem.
W publikacji dokonano szerokiej analizy wlasciwosci wytworzonych powlok
w roznych warunkach m.in. metodami spektroskopii elipsmoemtrycznej,
refraktometrii i mikroskopii konfokalnej. Wyniki badan zostaly wyczerpujaco opisane
i zanalizowane w przygotowanym przez Habilitanta artykule,

Duze =znaczenie w ocenie osiggniecia naukowego Habilitanta stanowi
publikacja [LS6] Optical and microstructural characterization of amorphous-like
AlO;, SnQOy and TiO; thin layers deposited using a pulse gas injection magnetron
sputtering technique, Thin Solid Films, 632 (2017), 112-118. W pracy tej opisano
badania powlok tlenkowych uzyskanych na podlozu czystego kizemu za pomoca
uzywane] przez dr inz. Lukasza Skowrofiskiego w badaniach metody GIMS.
Podobnie, jak w pracy 1.85, wkiad Habilitanta dotyczyl zaréwno koncepcji
i wykonania proceséw osadzania powlok, jak rowniez przeprowadzenia i analizy
wynikow badan ich grubosci 1 wladciwosdel optycznych, Ponadto w celu
przygotowania publikacji dokonal analizy wynikéw badan prowadzonych przez osoby

nie bedgce wspolautorami publikacji wymienionymi w ostatniej czesci artykutu.




We wezesnie) opublikowanej pracy [LS7] pt. Optical and microstructural
properiies of decorative Al/Ti/TiO, interference coatings, Applied Surfuce Science
4214 (2017), 794-801, Habilitant przeprowadzil procesy do$wiadczalne w zakresie
wytwarzania warstw Al/TiO, — Al/TY/TiO, na szkle z uzyciem metody GIMS.
W publikacji przedstawiono szeroki zakres badan wlasciwosci uzyskanych powlok
1 szczegdlowo zanalizowano je w przygotowanej z bardzo duzym udzialem Habilitanta
publikacji.

Podobnie, dr inz. Lukasz Skowrofiski mial duzy udzial w przygotowaniu
publikacji [LS8] 7i0-based decorative coatings deposited on the AISI 316L stainless
steel and glass using an industrial scale magnetron, Thin Solid Films, 627 (2017), 1-8.
W pracy tej Habilitant, wraz ze wspdlautorami, przedstawil wyniki proceséw
doswiadczalnych polegajacych na osadzaniu powlok Ti/TiO; o réznej grubosci na
szkle 1 stali nierdzewnej, jak rownicz tylko powloki tlenku tytanu na podiozu
stalowym. Analiza publikacji wskazuje na bardzo szeroki zakres przeprowadzonych
badan wlasciwosci powlok oraz na mozliwoé¢ ich praktycznego zastosowania
przemystowego.

Zblizong tematyke poruszono w publikacji [1.S9] Characterization of optical
and microstructural propeﬁies of semitransparent TiOyTi/glass interference
decorative coatings, Applied Surface Science, 388 (2016), 731-740. W pracy tej
wykonano znaczng liczbe eksperymentalnych proceséw osadzania powlok rdinej
grubosci Ti (12-73 nm) i TiO, (11-47 nm) i dokonal dokladnej analizy ich
wlasciwosci zgodnie z metodologia stosowang w innych analizowanych publikacjach.

Ten sam rodzaj powlok badano we wczesniejszej publikacji [L.S10] pt. Novel
GIMS' technique for deposition of coloured Ti/TiO; coatings in industrial scale,
Material Science-Poland, 34 (2016), 137-141. Artykul ten stanowi jedng z pierwszych
prac dotyczacych przemystowego zastosowania metody GIMS wdrozonej w firmie
BOHAMET, w ktérej zawarto jedynie wybrane wyniki badan. Udzial Habilitanta w jej
powstaniu dotyczyl m.in. wykonania badan grubosci 1 wlasciwoséci optycznych.

W publikacji [LS11] pt. Characterization of microstructural, mechanical and
optical properties of TiO, layers deposited by GIMS and PMS methods, Surface and
Coatings Technology, 282 (2015), 16-23 przedstawiono szeroki zakres badan




zwigzanych z wdrazaniem metod GIMS 1 PMS w firmie BOHAMET. Pomimo
wskazania dr inz. Lukasza Skowrofiskiego jako pierwszego autora, swdj udzial
oszacowal on na 30% ktéry obejmowal przygotowanie planu oraz analize wynikow
badan. Praca [LS12] pt. ,,Characterisation of coloured TiOx/Ti/glass systems, Applied
Surface Science, 322 (2014), 209-214" réwniez dotyczy badan w zakresie uzyskania
powlok w ukladzie TiOx/Tifszklo metodg GIMS, a takze m.in. ich analizy
spektroskopowej. W pracy tej udzial Habilitanta jest maly i obejmowat m.in.
optymalizacje warunkdéw osadzania powlok, a takze analizie wybranych wynikéw
badan.

Jedyng pozycja polskojezyczng w analizowanym osiagnieciu naukowym jest
artykul [LS13] pt. Swietlne wlasciwosci szkiel z kolorowymii interferencyjnymi
powlokami typu 1i0Q2/Ti otrzymanymi metodg magnetronovwq, Postgpy w InZynierii
Mechanicznej, 11(2018) 6, 69-77. Pomimo, ze wyniki opublikowano w czasopi$mie
niebedgcym na liscie JCR, w znaczgcym stopniu uzupelniaja one rezultaty badan
skladajace si¢ na oceniane osiggniecie naukowe.

W podsumowaniu analizy osiggniecia naukowego wskazanego przez dr inz.
Lukasza Skowronskiego nalez stwierdzi¢, ze zgodnie z wymaganiami z art. 219 ust. 2
p.s.w.n. publikacje stanowia monotematyczny zestaw publikacji dotyczacego badai
nad powlokami interferencyjnymi wytwarzanych metoda GIMS w warunkach
przemystowych. Jako osiagniecie naukowe Habilitant wskazal: wstalenie relacji
pomiedzy warunkanti syntezy wysokief jakosci ukladéw powlokowych o sterowalnych
wiasciwosciach optycznych wytworzonych w trudnych warunkach przemystowych (z
zastosowaniem magnetronu o dlugosci 2400 mm) i ich wlaschwosciami (z
wwzglednieniem ekstremalnie matych tolerancii grubosci powlok optycznych) oraz
okreslenie wphnvu tych wlasciwosci na barwy ukladow warsne. W mojej ocenie
osiggniccie to zostalo potwierdzone w przedstawionym do oceny cyklu publikacji,
podobnie jak udzial dr inz Lukasza Skowrofiskiego w prowadzonych badaniach.
Stwierdzam zatem Zze kryterium wynikajace z art. 219 ust. 2 p.w.s.n zostalo calkowicie
spetnione.

Co istotne, Habilitant uczestniczyl we wdrazaniu technologii GIMS w firmie

BOHAMET na co wskazuja wyniki omdéwione m.in. w pozycjach [LS10-LS12], a




nastepnie w publikowanych w pdzZniejszym czasie artykulach [LS1-LS9] 1 [LS13].
Wiekszos¢ publikacji wchodzgeych w skiad osiagniccia naukowego dotyczy badar
nad osadzaniem powlok TiO)/Ti w réznych warunkach, przy roznych
parametrachprocesu GIMS. Dodatkowo uzupelniajg je prace dotyczace powlok
tlenkowych [LS6] 1 dodatkowego wprowadzenia powloki Al [L.S7]. Ocena publikacji
wskazuje na wysokie umiejetnoéci Habilitanta w zakresie samodzielnego prowadzenia
badafi naukowych obejmujacych nie tylko planowanie cksperymentu 1 wykonanie
proceséw doswiadczalnych, ale réwniez na opanowanie warsztatu badawczego
w zakresie r6znych metod pomiarowych i analizy wynikéw badan.

W wiekszodci publikacji udzial Habilitanta przekracza 70 % (pozycje LSI,
LS2, LS5-LS9 oraz LS 13) natomiast w pozostalych wynosi od 20 do 50 % (pozycje
L83, LS4, LS10-LS812).

3. Ocena istotnej aktywnos$ci naukowej albo artystycznej realizowanej w wiecej
niz jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczegdlnosci
zagranicznej

W zakresie oceny tego kryterium wynikajagcego z art. 219 p.s.w.n. ust. 3.
stwierdzi¢ moge, ze dr inz. Lukasz Skowrofiski wykazuje sig aktywno$ciq naukowsq
zwigzang ze wspoOlpracg z krajowymi 1 zagranicznymi instytucjami naukowymi. Za
najbardziej istotng uznaé nalezy wspélprace z zespolem prof. dr hab. inz. Krzysztofa
Zdunka z Wydzialu Inzynierii Materialowej Politechniki Warszawskiej. Dotyczyta ona
metod magnetronowych m.in. GIMS, ktérg zespdl ten wdrozyt w skali przemyslowej
w firmie BOHAMET. Poza aspektem praktycznym, owocem wspoélpracy byly badania
dotyczgce réznych ukladéw powlokowych o réznych wladciwosciach optycznych.
Wyniki wspolnych prac zostaly opublikowane w czgdei artykulow wehodzacych nie
tylko w sklad osiagnigcia naukowego [LS2, LS4, LS6, LS8, LS10, LS11], ale réwniez
innych wspdlnych prac [14, 17, 24, 28, 29].

Podobne zagadnienia badawcze dr inz. Lukasz Skowronski rozwijal we
wspolpracy z zespolem dr hab. inz. Katarzyny Nowakowskiej-Langier. Dotyczyly one

jednak innych rodzajéow cienkich warstw m.in. CuNx. Rezultatem wspolpracy byla




seria publikacji naukowych w czolowych czasopismach naukowych z listy JCR
pozycje [14, 17, 24, 28, 29].

W roku 2014 Habilitant nawigzat wspélprace z zespolem prof. dr. hab. Tomasza
Szoplika 7z Wydziatu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zakres wspolpracy
dotyczyl badan powlok osadzanych w procesie e-BEAM m.in. ich wlasciwosci
optycznych. Efektem prowadzonych wspolnie badan byla seria publikacji naukowych
(czasopisma z listy JCR) pozycje [9, 19, 22, 23, 27, 32, 39].

Kolejng jednostkg naukowa, z ktora wspélpracowat dr inz. Lukasz Skowrofiski
stanowil Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu. Wspélne prace dotyczyly badan
wlagciwosel optycznych krysztatéw pélprzewodnikowych, wptywu implantacii, a
takze stopéw Au-Cu. Ich wyniki zostaly zamieszczone w tacznie 14 publikacjach w
czolowych czasopismach naukowych.

7 zespolem prof. dr hab. inz Arkadiusza Antonczaka z Politechniki
Wroclawskiej Habilitant prowadzil wspélne badania nad wiasciwodciami zgorzelin
powstajacymi na podtozu tytanu w wyniku mikroobrobki laserowej. Rezultatem byla
seria 3 publikacji naukowych.

Jednoczeénie, w wyniku wspolpracy z pracownikami Politechniki Gdanskiej,
Hablilitant prowadzil badania wladciwosei optycznych warstw nanokrystalicznego
diamentu modyfikowanych borem ktérych wyniki przedstawiono w 2 publikacjach
naukowych.

Drinz. Lukasz Skowrofiski wykazat wspétprace z 3 zagranicznymi osrodkami
naukowymi. Wspodtpraca z National Taras Shevchenko University w Kijowie,
z zespolem prof. Andrija Kysila, dotyczyla badan wiasciwoscei optycznych cienkich
warstw polprzewodnikow organicznych, Wyniki zostaly opublikowane w 6 artykulach
naukowych. We wspolpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Linkoping dr inz.
Lukasz Skowrofiski opracowal oprogramowanie do analizy wynikéw Dbadan
elipsometrycznych, a ich rezultaty przedstawiono w 4 publikacjach naukowych. We
wspolpracy z oérodkiem RUBION-nalezgcego do Ruhr-University Bohum prowadzit
badania nad tellurkiem kadmu, ktérych wyniki opublikowano w jednym artykule

naukowym.




W podsumowaniu oceny tego kryterium stwierdzam, ze dr inz Lukasz
Skowrofiski wykazuje istotng aktywno$é naukowa polegajacg na wspdlipracy
z licznymi oérodkami naukowymi w Polsce i na Swiecie, ktéra zaowocowala
przygotowaniem licznych publikacji naukowych w  czolowych czasopismach
znajdujacych sie¢ na liscie JCR. Moje uwagi dotycza braku udzialu Habilitanta
w miedzynarodowych projektach badawczych np. w ramach umoéw dwustronnych lub
programéw europejskich. Zwroci¢ nalezy réwniez. uwage, ze w autoreferacie oraz
innych zalgczonych dokumentach Habilitant nie wykazal, czy uzyskane osiggnigcia
byty realizowane w tych jednostkach czy tez w jednostce naukowej, w ktérej jest
zatrudniony co rOwniez jest jedng 2z przeslanek nadania stopnia doktora
habilitowanego. Zgodnie z nimi musi by¢ realizowana w co najmniej dwoch
uczelniach, instytacjach naukowych lub instytucjach kultury. Ponadto Habilitant nie
wykazal odbycia zadnego stazu w krajowym lub zagranicznym o$rodku naukowym w
ktérym przedstawione badania byly realizowane. Z drugiej jednak strony aktywnos$¢ w
badaniach we wspdlpracy z innymi o$rodkami naukowymi miala istotny wplyw na
uzyskanie osiggnie¢ naukowych i rozwdj inzynierii materiatowej. Stad méj wniosek ze
kryterium wynikajgce z art. 219 pkt. 3 zostalo spelnione jedynie w dostatecznym

stopniu.

4, Opinia o pozostalej aktywnosci naukowe] Habilitanta

Analiza dorobku publikacyjnego dr inz. Lukasza Skowrofiskiego wskazuje na
duzg liczbe publikacji ujetych w Journal Citation Reporis. Jest wspoélautorem 8
pozycji, ktoére ukazaly si¢ przed uzyskaniem stopnia doktora, ktérych IF wynosi
powyzej 1. Dotyczyly one wlasciwosci cienkich warstw, krysztalow, a takze
pomiaréw elipsometrycznych. Jednoczesnic Habilitant nie wykazatl publikacji
w innych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych spoza listy JCR oraz
rozdzialéw w monografiach. Po uzyskaniu stopnia doktora, poza cyklem publikacji
wchodzacych w sklad osiggnigcia naukowego, dr inz. Lukasz Skowronski byl
wspolautorem 34 publikacji naukowych z bazy JCR w ktorych IF miescil sig
w zakresie od 0.571 do 7.1, a w zdecydowanym stopniu przekracza warto$¢ IF=2.

Tematyka publikacji byla bardzo zréznicowana i dotyczyla zaréwno réznego rodzaju




materialow i powlok, a takze metod badawczych. Lacznie Habilitant jest autorem 54
pozycji ujetych w bazie JCR z ktérych zdecydowana wiekszoé¢ (46) ukazala sie po
uzyskaniu stopnia doktora. Na uwage zwraca bardzo duza sumaryczna warto$¢ IF
wynoszgca 139.094 z tego az warto§¢ 125.802 dotyczy prac opublikowanych po
uzyskaniu stopnia doktora. Duza jest rowniez liczba cytowaf prac Habilitanta
wynoszaca 538 z tego 368 bez autocytowan. Wysoki jest rowniez wspolczynnik
Hirscha wynoszacy 14 wg bazy WoS.

Habilitant sporzadzit 16wniez 18 recenzji artykuldéw w  czolowych
migdzynarodowych czasopismach naukowych ktérych o wartosci IF>2 m.in. Applied
Surface Science 1 Advanced Materials. Ponadto pelni funkcje edytora (Guest Editor)
specjalnego  zeszytu platnych czasopism open-source: Crysials 1 Materials
komercyjnego wydawnictwa MDPI. W mojej opinii w dorobku Habilitanta brak jest
pelnienia funkcji edytora w innych krajowych lub zagranicznych czasopismach
naukowych o mniej komercyjnym charakterze.

Ponadto Habilitant wyglosit 4 referaty w trakcie konferencji krajowych i 9
o charakterze migdzynarodowym. Wszystkie wystgpienia mialy miejsce po uzyskaniu
stopnia doktora. Przed jego uzyskaniem byly prezentowane jedynie w formie posteréw
na 6 konferencjach miedzynarodowych (11 prac.). Jednoczesnie po uzyskaniu stopnia
doktora Habilitant. przedstawil swoje wyniki badaf w trakcie sesji posterowych na 9
konferencjach migdzynarodowych — lgcznie 33 prace. W latach 2015-2016 brat udziat
w organizacji 2 konferencji naukowych w Polsce.

Dorobek Habilitanta obejmuje udzial w 6 projektach badawczych w ktdrych
dwukrotnie pelnil funkcjg kierownika projekta (1 przed uzyskaniem stopnia doktora),
a w 4 — wykonawcy (wszystkie po uzyskaniu stopnia dr). Projekty te byly finansowane
przez NCN (3) oraz NCBR (1) a pozostale — z funduszy unijnych. Uwage moja
stanowi brak w dorobku projektu zwigzanego tematycznie z przedstawionym do oceny
osiggnigciem naukowym, a takze brak udzialu w projektach badawczych o charakterze
migdzynarodowym.

Wspblpraca z firmg BOHAMET, w ktérej Habilitant wykonal zdecydowang

wickszo$¢ procesow doswiadezalnych osadzania powlok zostata potwierdzona jedynie




odbytym stazem w roku 2017. Drugi staz dr., inz. Lukasz Skowrofiski odbyt w Biurze
Konstrukeyjno-Wdrozeniowym Piotr Domanowski w roku 2016.

Za prowadzong dzialalno$¢ naukowa dr inz. Lukasz Skowronski otrzymywat
czterokrotnie nagrode indywidualng (2014 i 2018-2020) i czterokrotnie nagrode
zespolowyg (2015-2018) Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy. Jednocze$nie w roku 2017 uzyskal stypendium naukowe prezydenta
miasta Bydgoszczy. W roku 2016 zostal laureatem zespolowe] nagrody naukowej
Rektora Politechniki Warszawskiej.

Dr inz. Lukasz Skowrofiski od rtoku 2019 pelni funkcje zastepey
przewodniczacego Rady Dyscypliny w obszarze nauk chemicznych a takze jest
kierownikiem Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materialow Uniwersytetu

Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

5. Wspolpraca z otoczeniem spoleczno-gospodarczym Habilitanta

Jak wspomniano wezeéniej, na szczegdlng uwage w dorobku dr inz. Y.ukasza
Skowronskiego zasluguje wieloletnia i owocna wspétpraca z firma BOHAMET, ktore;
wynikiem byto m.in. przygotowanie publikacji naukowych wchodzgcych w skiad
wskazanego do oceny osiggnigcia. Poza istotnym aspektem naukowym prac
prowadzonych wraz z firmg BOHAMET wysoko nalezy oceni¢ aspekt praktyczny
prowadzonych prac i mozliwo$¢ ich wdrozenia do produkeji. Bardzo istotnym
uzupelnieniem podejmowanej wspdlpracy byloby prowadzenie wspolnych projektow
badawczo-rozwojowych lub przemyslowych w ramach projektéw krajowych Iub
zagranicznych czego jednak w przedstawionym do oceny dorobku Hablilitant nie
wykazat. Dr inz. Lukasz Skowronski brat réwniez udzialw przygotowaniu 4 ekspertyz

dla klientéw przemyslowych.

6. Dzialalno$¢ dydaktyczna Habilitanta

Dr inz. Lukasz Skowronski prowadzi zajecia dydaktyczne z fizyki dla
studentdéw roznych kierunkéw Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w
Bydgoszczy. Jednoczesnie realizuje zajecia z zakresu fizyki dla uczniow szkol

$rednich oraz przygotowuje uczniéw do matury migdzynarodowej. Za dzialalno$é




dydaktyczng otrzymal Nagrode Rektora UTP w Bydgoszezy w roku 2012, a za
dziatalno$¢ organizacyjng nagrode zespolowa w roku 2013, Ponadto dr inz. Lukasz
Skowrofiski jest opickunem kota naukowego NABLA, w ktérym prowadzone sg
badania w zakresie inzynierii materialowej jak roéwniez metod badawczych.
Rezultatem wspdlpracy z Kolem Naukowym NABLA byly liczne publikacje w
czasopismach z listy JCR, ktorych studenci byli wspélautorami. Ponadto byl
promotorem 7 prac inzynierskich oraz 9 magisterskich. Habilitant jest réwniez
promotorem pomocniczym trzech o0séb oraz peilni funkcje¢ opickuna naukowego
jednego studenta szkoty doktorskiej. Stwierdzam ze dorobek Habilitanta w zakresie

dziatalno$ci dydaktycznej i organizacyjnej jest wystarczajgcy.

7. Wniosek koncowy

W podsumowaniu oceny wskazanego przez dr inz. Lukasza Skowronskiego
osiggniccia naukowego pt. ,, Wiasciwosci optyczne i mikrostruktura powlokowych
ukladow interferencyjnych wytworzonych metodami magnetronowymi” — cyklu
publikacji powigzanych tematycznie spelnia kryteriom zawarte w pkt 2b art. 219
p.s.w.n.. Analiza aktywnosci naukowej Habilitanta w mojej ocenie spelnia wymagania
zawarte w pkt 3 art. 219 p.s.w.n jedynie w stopniu dostatecznym, co wynika z braku
udokumentowania realizacji wickszo$ci badan w innych jednostkach naukowych poza
miejscem zatrudnienia. Poza w/w kryteriami dr inz. Lukasz Skowronski wyrdznia si¢
duzg aktywnoscig publikacyjng oraz dydaktyczng i organizacyjng. Jako wniosek
konicowy stwierdzam, ze przedstawiony dorobek dr inz. Fukasza Skowronskiego
spelnia wymagania ujete w ustawie p.s.w.n i wnioskuje do Rady Dyscypliny Inzynierii
Materialowej  Politechniki  Warszawskiej o mnadanie Mu stopnia  doktora

habilitowanego w dyscyplinie inzynieria materialowa.
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